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雰囲気 X線光電子分光法（AP-XPS）は 2000

年代初頭に Advanced Light Sourceの Hussainと

Salmeron らによって開発されて以来、急速に

発展しており、今日では、多くの放射光施設で

AP-XPSのエンドステーションが建設され、稼

働している。また、ラボソース（管球 X 線）

を使ったシステムも市販され普及しつつある。

その応用対象は多岐にわたるが、大きな柱にな

っているのが、不均一触媒が作動しているその

場を観測し、触媒の作動機構を検討する研究で

ある。不均一触媒反応のように大気圧に近い圧

力下で進行する動的な表面過程が鍵になるよ

うプロセスを調べるには、AP-XPSは強力な手

法であり、これまで多くのことが明らかにされ

ている。我々は Photon Factoryで図１に示すよ

うな AP-XPS システムを立ち上げ[1]、三元触

媒の活性種[2-5]や高圧に誘起される表面吸着

構造[6]、高温・高圧ガス雰囲気下での光触媒

へのドーピング過程などを調べる研究を行っ

ている。本講演では、これまでの経験を踏まえ

ながら、次のようなことについてお話しする。 

まず、これまでの AP-XPSの発展について技

術的な側面から振り返り、鍵になるポイントを

整理する。次に AP-XPSを使って作動中の触媒

表面をその場観測したときに見えてくる情報

について、主に我々の実験例を通して紹介する。

それに合わせて、このような実験では見えない

ものや、見えてもその実態が分からないものに

ついても紹介する。最後に、動的表面過程に関

わるこれらの見えないものや分からないもの

を実験的に捉え、理解するために可能なアプロ

ーチについて、現在考えられることを紹介する。 
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図１. Photon Factory に立ち上げた AP-XPS装

置のメインチェンバーの模式図． 
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